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wSTUDIUM ZPRACOVANI FOTOPLASTICKEHO SKLA FOTURAN*“

Be. Lukas Vavrusa se ve své diplomové praci zabyva studiem fotoindukovanych jevil
v pramyslové vyrab&ném fotosenzitivnim sklu Foturan II. Téma préace je aktudlni, nebot tento
typ skel je $iroce vyuZivan v mikrooptice a mikroelektronice. Cilem prace bylo studium
interakce se zafenim s nizkou intenzitou, protoZe této problematice nebyla v literatufe (na
rozdil od zafeni s vysokou intenzitou) zatim vénovana pozornost.

Autor vypracoval literarni reSerSi praci vénovanych fotosensitivnich kfemigitanovych
skel s dirazem na sklo Foturan — expozici riznymi zdroji zéafeni, jevam pii tepelném
zpracovani a problematice leptani tohoto materialu. V teoretické &asti se dale v&noval
fyzikéalné-chemickym vlastnostem skel, jejich chemické odolnosti a fotoindukovanym jevim.
Uvadi zde i princip metod pouzitych v diplomové praci — UV/VIS spektroskopie, rentgenove
difrak&ni analyzy, potenciometrick¢ho stanoveni fluoridi, chemické aktinometrie.

Be. Lukas Vavruga exponoval sklo Futuran II riznymi zdroji (UV lampa, VUV,
lampa, 405 nm laser, RTG zéafeni) za pouZiti riznych intenzit a filtra s cilem vybrat zdroj,
ktery poskytuje nejvetsi a nejrychlejsi fotoindukované zmeny. Proces expozice sledoval
pomoci UV-VIS spektroskopie. Za vyuziti vybraného zdroje (UV lampa) studoval v dalsi fazi
prace nukleaci a krystalizaci neexponovaného a exponovaného skla pii temperaci pii riiznych
teplotach. Pro zjisténi vzniku krystalické faze a jeji identifikaci vyuzil RTG analyzy.
V posledni fazi prace studoval rychlost rozpou$téni neexponovanych a exponovanych skel
v zavislosti na rychlosti michéni, teplot& a koncentraci kyseliny fluorovodikove.

Autor prokazal zvladnuti pom&rné Siroké fady experimentainich technik potiebnych ke
studiu téchto skel a ziskal velké mnoZstvi experimentilnich dat, ktera dokézal na zakladé
svych znalosti interpretovat. Prace je napsana prehledn&, bez zasadnich chyb a pieklepu.

K diplomové praci mam jen ti pfipominky

-V kapitole 4.1 ma autor chybné uvedeného vyrobce UV lampy (Hereaus), nebot’
v kapitole 3.3 i v zavéru uvadi jako vyrobce UV lampy firmu Hamamatsu.

-V kapitole 3.3 se pfi popisu expozice RTG zafenim odkazuje na popis aparatury
v kapitole 2.10.2, ale zde uvadi pouze princip rentgenové difrakeni analyzy.

-V kapitole 4.2.1. a Zavér uvadi, Ze pii rychlosti ohfevu 5 °C/min zaznamenal vznik
riizn& velkych nano¢astic az aglomerati st¥ibra, ale nedoklada to zadnym méfenim. To
samé plati pro chovani pro rychlost ohfevu vy$sim jak 5 °C/min, které popisuje
v kapitole Zavér. V praci uvadi vysledky mé&feni pouze pro rychlost ohtevu 0,8 °C/min
(obr. 42).

74vérem mohu konstatovat, Ze prace splituje pozadavky kladené na diplomovou praci.
Autor prokazal schopnost prace s literaturou, zvladnuti experimentalni prace i zhodnoceni
experimentalné ziskanych vysledkil a jejich zpracovéni do ptehledné pisemné formy.

Praci tedy doporuduji k obhajobé a hodnotim znamkou vyborné.
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